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He雰囲気中におけるレーザーアブレーションプラズマの流体挙動解析
Hydrodynamical behavior of laser ablation plasma

in He background gas
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現在、誘導加速マイクロトロンを用いたシリコンクラスターイオンの高エネルギー加速が検討されており
[1]，我々はそこで用いるクラスターイオン源の開発を行っている。図 1はクラスターイオン源の概念図であ
る。シリコンターゲットのレーザーアブレーションによって高密度のシリコン蒸気プルームを生成し、ヘリウ
ム雰囲気によるプルームの冷却と拡散の抑制を利用してクラスターを生成する。生成されたクラスターはヘ
リウム雰囲気とともに真空中に放出され、スキマーを通してビーム状に引き出される。引き出されたクラス
ターに対してイオン化レーザーまたは電子ビームを照射することによりクラスターイオンを生成する。
クラスターの生成過程において動作パラメータ (アブレーションレーザーの照射強度、ヘリウム雰囲気の圧

力)がクラスター生成 (生成量、構成粒子数の分布)に与える影響を明らかにするために ICCDによるプルー
ムの自発光の高速撮影と引き出されたクラスターの飛行時間質量分析装置 (TOFMS)の同時測定系の開発を
行っている。プルーム自発光の高速撮影によりプルームの流体挙動を明らかにし、TOFMSにより明らかに
なる生成クラスターとの相関からクラスター源内部の現象がどのようにクラスター生成に影響するのかを議
論する予定である。
図 2は試験的に行ったア真空中でのアルミニウム合金のレーザーアブレーションにおける高速撮影像であ

る。発表ではアルミニウム合金のレーザーアブレーションの高速撮影から明らかになったアブレーションプ
ルームの流体挙動のヘリウム圧力依存性と現在製作している TOF分析装置の計画について報告する。
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図 1: クラスター源および測定系の概念図

50 mm

Target 100 ns 200 ns

400 ns 600 ns 800 ns

図 2: 真空中で試験的に行ったアルミ合金のアブレー
ションの高速撮影像
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